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１．概要（Summary） 

YIG（イットリウム・鉄・ガーネット）は大きなファラデー回

転を有し、磁気光学材料として有望である。GGG（ガリウ

ム・ガドリニウム・ガーネット）結晶上にスパッタ成膜を行い、

機能性磁性薄膜を生成することは、デバイス応用上重要

である。今回は、芝浦スパッタ成膜装置を用いて、試料作

製の検証を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

スパッタ成膜装置(芝浦) 

【実験方法】 

アセトン、IPA、純水で洗った GGG 基板と Si 基板に

YIG をスパッタ成膜した。蒸着時間が 30 分と 60 分の 2

種類を、GGG 基板上にそれぞれ 3 枚ずつ作製した。Si

基板の YIG 成膜試料は、膜厚測定に用いるサンプルで

ある。 

完成した試料を慶應義塾大学理工学部の X 線回折装

置（D8 discover）によって結晶構造を解析した。X 線回

折光の散乱方向と強度によって、結晶の配向度を計算し

た。 

３．結果と考察（Results and Discussion）                                                                                                           

  Figure 1 の写真に示すように、スパッタ成膜によって、

GGG結晶、Si上に、それぞれ YIG薄膜が成膜された。 

Figure 2に示すのは、X線回折装置による解析結果で

ある。黒い線が YIG 薄膜試料の結果で赤い線が立方晶

の YIG (Y3Fe5O12, a=12.376 Å)のデータベースに基づく

回折パターンである。2θ~32°付近に見られるはずのピ

ークが見られず、ハローとなって現れた。今回の実験では、

結晶と呼べるような構造は見られなかった。膜厚が薄すぎ

るために、十分な結晶周期が成長しなかったものと考えら

れる。その代わりに、非晶質由来のハローが見えたのだと

考えられる。今後はアニーリングして結晶性が高まるかを

調べる予定である。 
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Figure2. X-ray diffraction pattern of YIG thin film 

(black line: sample, red line: database values) 

Figure1.Photograph of YIG thin film 

deposited on GGG crystal. 


